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1.物理系 2.エネルギー系 3.化学系 4.バイオ系 5.環境系 6.海洋･宇宙系 7.交通系 
8.機械系 9.材料系 10.電子･電気系 11.情報系 12.建築･建設系 13.医学系  
14.健康･保険系 15.看護・福祉系 16.農業･林業系 17.水産･畜産系 18.その他    
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関連する特許 1件  
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半導体レーザー励起
固体レーザー技術 
高収束ビーム 
 
高出力 
レーザー装置 
パルスエネルギー  
集光性能 
蓄積情報 
新技術 
高出力固体レー
ザーの高度シス
テム設計技術 
シーズ シーズ 材料（物質）の生
成・分解・改変・制
御を産業的に可能
とする！ 
・高機能化加工 
・レーザー化学 
・レーザー土木・建築 
・核変換・核融合
高密度フォ
トン 
発生技術 
高いスループット
高密度フォトンを利用した材料の高
度プロセス処理（ピーニング等） 
